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Tekniskt omrade 

Fdreliggande uppf inning avser ett satt att avskilja 
svaveldioxid. fran eri gas med hjalp av en vattenhaltig 
absorptionsvatska, vid vilket satt gasen forst. leds genom 
5 en kontaktzon, i vilken gasen blandas med fran en ut- 

loppslada utstrommande vatska, och sedan leds uppat genom 
en bredvid utloppsladan anordnad, vasentligen horisontell 
halskiva med ett ovanpa denna anordnat, str6mmande skikt 
av absorptionsvatskan. 
10 Uppfinningen avser aven en anordning f6r avskiljning 

av svaveldioxid fran en gas med hjalp av en vattenhaltig 
absorptionsvatska, vilken anordning innef attar 

a) ett inlopp for svaveldioxidinnehallande gas och 
ett utlopp for gas, fran vilken svaveldioxid avskiljts, 
15 b) en vasentligen horisontell halskiva mellan in- 

loppet och utloppet, vilken ar anordnad att medge passage 
underifran av svaveldioxidinnehallande gas och att pa sin 
ovansida uppbara ett strommande skikt av absorptions- 
vatskan, 

20 c) atminstone en utloppslada, som ar anordnad att 

genomstrdmmas av vatska och som ar anordnad bredvid hal- 
skivan, 

d) ett fSrdelningsorgan som ar anordnat i utlopps- 
ladan for att i den fran inloppet kommande gasen fdrdela 
25 vatska innan gasen leds uppat och genom h&lskivan. 

Teknisk bakgrund 

Svaveldioxid ar en gas som bildas vid oxidation av 
svavelinnehallande material, s&som kol, olja, naturgas, 
30 industri- och hushallsavf all, torv mm. Svaveldioxid kan 
aven bildas som en restprodukt vid kemiska processer, 
exempelvis vid metallurgiska processer. Det ar normalt 



inte tiliatet att slappa ut storre mangder svaveldioxid i 
atmosfaren, varfdr rening av nagon typ kravs. Ett exempel 
ar rokgasrening vid kraftverk och andra f Srbrannings - 
anlaggningar. Den rdkgas som bi Idas vid f orbranningen i 
dylika anlaggningar renas vanligen genom bland annat ab- 
sorption av svaveldioxid i en absorptionsvatska. Absorp- 
tionsvatskan kan exempelvis innefatta vatten och ett 
eller flera av amnena kalk, kalksten, dolomit, natronlut 
och liknande amnen sora ar lampliga f6r absorption av 
svaveldioxid. 

WO 03/004137 beskriver ett satt och en anordning f6r 
avlagsnande av svaveldioxid fran en gas. Vid sattet leds 
r6kgasen uppat genom en halskiva med ett ovanpa detta an- 
ordnat, str6mmande skikt av en absorptionsvatska. Den 
absorptionsvatska som strdnrmat utraed halskivan uppsamlas 
och bringas att stromma nedat till en behallare. R6k- 
gasen, som ska renas, passerar forst igenom en kontakt- 
zon , dar den kommer i kontakt med den fran halskivan 
nedat strommande absorptionsvatskan, och leds sedan uppat 
genom halskivan. Pa detta satt astadkommes att rSkgasen 
mattas med vatten&nga innan den nar haiskivans undersida. 
Det har dock visat sig att det i WO 03/004137 beskrivna 
sattet orsakar ett onddigt stort tryckfall i kontakt - 



zonen . 



Sammanfattning av uppf inningen 

Andamaiet med fdreliggande uppfinning ar darf6r att 
astadkomma ett effektivt satt att avskilja svaveldioxid, 
vid vilket satt ovannamnda nackdelar med den kanda tek- 
niken undanrojs eller vasentligt minskas. 

Detta andamai uppnas enligt uppf inningen med ett 
satt, som ar av det inledningsvis angivna slaget och 
kannetecknas av att ett kylvatskef lode matas till ut- 
loppsl&dan f6r att ledas genom denna och utstrSmma i 
kontaktzonen och att ett av kylvatskef lodet vasentligen 
oberoende absorptionsvatskef lode matas till halskivan fdr 



att bilda n&mnda strommande skikt, som avskiljer svavel- . 
dioxid fr&n gas£n. 

En f6rdel med detta satt ar att kylvatskef lodet kan 
regleras i beroende av vad som behovs f6r tillracklig 

5 kylning av inkotranande gas oberoende av absorptions - 

vatskef lodet . Vid andringar av lasten, exempelvis gasens 
flode, temperatur och svaveldioxidinnehail, kan de tv& 
flodena, oberoende ay varandra, kontrolleras pa sadant 
s^tt att den nodvandiga kylningen respektive svavel - 

10 dioxidavskiljningen astadkommes . En ahnan fdrdel ar att 

sattet minskar tryckfallet i gasen da kylvatskef lodet kan 
minskas vasentligt i f6rh&llande till den k£nda tekniken 
och £nd& astadkomma tillracklig kylning. En ytterligare 
fordel ar att den absorptionsvatska som strdmmat 6ver 

15 haiskivan inte utnyttjas som kylvatska, vilket ar fallet 
i den kanda tekniken. Absorptionsvatska som strdmmat over 
haiskivan har ett h&gt innehAll av 16st svaveldioxid, som 
i ett kylningsforlopp skulle kunna fdrangas och pa ett 
oonskat satt ater blandas med rdkgasen. 

2 0 Enligt en fdredragen utfdringsform ar utloppsiadan 

lingstrackt och stracker sig utmed en sidokant pa hai- 
skivan/ varvid absorptionsvatskef lodet leds over hai- 
skivan i en riktning som ar vasentligen parallell med 
utloppsiadans langdriktriing. En langstrackt utloppsiada 

25 medfor en god kylning av rdkgasen eftersom rdkgasen far 
god kontakt med den ur utloppsiadan strommande vatskan. 
Utloppsiadans placering utmed haiskivans sidokant medfor 
en mycket kompakt konstruktion. Den vatska som utstrdmmat 
ur utloppsiadan och som rycks med av rdkgasen koramer pa 

30 ett fdrdelaktigt satt att vata haiskivans undersida och 
rainska risken fdr inkrustbildningar . 

P6retradesvis uppsamlas det fran utloppsiadan ut- 
strdmmande kylvatskef lodet i en behailare, som innehaiier 
vatska, vars vatskeyta ar beiagen pa en niva under kon- 

35 taktzonen, varvid en passage, genom vilken gasen leds ho- 
risontellt under utloppsiadan, fdreligger mellan vatske- 
ytan och utloppsiadan och varvid en parameter som ar 



represent at iv f6r vatskeytans niva, och darmed passagens 
hdjd, styrs pa sadant satt, att gasens genotnsnittliga 
hastighet i passagen ligger i oraradet 5-35 m/s. En fdrdel 
med detta aratt fdrhallandena vid kylningsfdrloppet kan 
5 anpassae i beroende av den aktuella last en pa sadant satt 
att god kylning, bra vatning av hal ski vans undersida och 
lagt tryckfall i gasen astadkommes. 

Enligt en fdredragen utfdringsform uppsamlas det 
fran utloppsladan utstrdmmande kylvatskef lddet och det 

10 fran h&lskivan utstrdmmande absorptionsvatskef lddet i en 
gemensam behallare. En fdrdel med denna ut firings form ar 
att sattet kan genomforas i en enkel och okomplicerad an- 
laggning. Enligt en an mer fSredragen utforingsform matas 
kylvatskef lddet och absorptionsvatskef lodet fran den 

15 gemensamma behallaren. En fdrdel med denna utf dringsform 
ar att samma vat ska utnyttjas for kylning och absorption. 
Saledes behdvs endast ett system f6r hantering av vatska 
och inga anordningar f6r att halla tva olika vatskor 
separerade. 

20 Enligt en fdredragen utf dringsform styrs forhallan- 

det mellan det hydrostatiska vatsketrycket i utloppsladan 
och tryckskillnaden mellan en f6rsta punkt strax fore 
kohtaktzonen och en andra punkt ovanfor vatskeytan i ut- 
loppsladan med hjalp av kylvatskef lddet pa sadant satt, 

25 att namnda hydrostatiska vatsketryck ar stdrre an namnda 
tryckskillnad. Med hjalp av kylvatskef lddet styrs saledes 
hdjden av vatskepelaren i utloppsladan pa sadant satt att 
rdkgas inte kan passera in genom utloppsladans botten. 
Enligt en an mer fdredragen utforingsform styrs hdjden av 

30 vatska i utloppsladan pa sadant satt att en fdr kylningen 
lamplig utstrdmningshastighet med avseende pa kylvatske- 
f lddet astadkommes vid utloppsladans botten. 

Pdretradesvis leds rdkgasen vasentligen horisontellt 
under utloppsladan. En fdrdel med detta ar att kylningen 

35 av rdkgasen blir effektiv da rdkgasen har en horisontell 
flddesriktning da den passerar under utloppsladan och 
genom den under utloppsladan alstrade kontaktzonen. En 
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ytterligare fdrdel ar att r&kgasen kommer att ha hori- 
sontell riktning aven d& den n&r fram till den bredvid 
utloppslfidan anordnade h&lskivan. Detta minskar tryck- 
fallet och fdrb&ttrar fordelningen av rdkgasen i det 
5 ovanp& h&lskivan strommande skiktet av absorptionsvStska. 

Ett annat andam&l. med foreliggande uppf inning ar 
att 4stadkomma en enkel anordning fdr avskiljning av 
svaveldioxid, vid vilken anordning ovannamnda nackdelar 
med den kanda tekniken undanrdjes eller v&sentligt 
10 minskas. Detta &ndam&l uppn&s enligt uppfinningen med en 
anordning , som ar av det inledningsvis angivna slaget och 
k&nnetecknas av att anordningen &ven innefattar 

e) ett fdrsta pumpningsorgan for matning av ett kyl- 
v§.tskefl6de till utloppsl&dan, 
15 f ) ett andra jpumpningsorgan for matning av ett ab- 

sorptionsv&tskefldde, som ar v^sentligen oberoende av 
kylv&tskeflodet, till hSlskivan for bildande av det 
strommande skiktet. 

En f6rdel med denna anordning kr att den har ett 
20 brett kapacitetsomr&de tack vare att kylvStskef l&det och 
absorptionsv&tskef l&det ar oberoende av varandra. Detta 
medfor att lasten, exempelvis rokgasens flodesmangd, 
temperatur, fukthalt och svaveldioxidhalt kan till&tas 
variera inom vida gr&nser utan att anordningens funktion 
25 aventyras. Exempelvis kan inst&llning av en lamplig 

tjocklek pk skiktet av strommande vatska, vilken tjocklek 
ger ett stabilt skikt, gdras med hjalp av enbart det 
andra piimpningsorganet utan n&gon interaktion fr&n det 
fdrsta pumpningsorganet . En annan fdrdel ar att tryck- 
30 fallet i rdkgasen blir l&gt vilket minskar kraven p& 
anordningens mekaniska h&llfasthet. 

Enligt en fdredragen utf6ringsform ar en beh&llare 
anordnad for uppsamling av det frSn utloppsl&dan ut- 
strommande kylv&tskef 16det , varvid beh&llaren inneh&ller 
35 vatska, vars vatskeyta &r bel&gen under utloppsl&dan och 
d&rmed bildar en passage f&r gas mellan vatskeytan och 



utloppsl&dan.. Vatskeytan g6r det mojligt att styra 
passagens hojd och darmed aven rdkgiasens hastighet. 

Enligt en foredragen utfdringsform &r en gemensam 
beh&llare anordnad att uppsamla det fr&n utloppsl&dan 
utstrommande kylvatskef lddet och det fr&n h&lskivan ut- 
strommande absorptionsv^tskef lodet . En fdrdel med detta 
ar att anordningen blir enkel till sin konstruktion. En- 
ligt en an mer foredragen utforingsform utstracker sig 
vatskeytan i beh&llaren s&val under v&sentligen hela 
h&lskivan som under v&sentligen hela utloppsl&dan. En 
fordel med detta £r att vat ska som utstr6mmar ur ut- 
loppsl&dan och h&lskivan uppsamlas mot en v&tskeyta, 
S&ledes undvikes slitage och v&t-torra zorier, vilket 
skulle kunna ha blivit fdljden om v&tskan uppsamlats pk 
t ex en metallyta. 

Enligt en foredragen utforingsform har h&lskivan 
formen av en rektangul&r platta med en forsta sidokant, 
som ar parallell med utloppsl&dan, och en andra sidokant, 
som ar vinkelrat mot den fdrsta sidokanten, varvid s&val 
det forsta pumpningsorganet som det andra pumpningsorga- 
net utgdrs av mammutpumpar , vilka ar anordnade efter var- 
andra utmed en med den andra sidokanten parallell linje. 
En fordel med denna utfdringsform ar att mammutpumpar . kan 
pumpa vatskor med hoga halter suspenderat fastmaterial 
utan att drabbas av v&sentligt okat slitage. Hoga halter 
av suspenderat fastmaterial har den fordelen att anord- 
ningen blir mindre och billigare eftersom en mindre volym 
p& beh&llare kravs for en viss mangd fastmaterial- En 
mammutpump som drivs med tryckluft utf6r en oxidation av 
i vatskan fdreliggande ooxiderade amnen, s&som sulfit- 
joner, samtidigt med vatsketransporten. H&lskivans rek- 
tanguiara form samman med de p& en mot utloppsl&dans 
langdriktning vinkelr&t linj.e placerade mammutpumpama 
ger en speciellt kompakt konstruktion, 

Enligt en foredragen utforingsform har h&lskivan 
formen av en rektangul&r platta , som delas i tv& delar av 
det andra pumpningsorganet, vilket har formen av en upp- 



ifr&n sett l&ngstrackt mammutpump, som ar anordnad att 
fdrdela absorptionsvatskef lddet 6ver de tv& delarna, var- 
vid utloppsiadan ar l&ngstrackt och anordnad langs en 
fdrsta sidokant p& h&lskivan och bildar v&sentligen rat 
5 vinkel mot mairanutpumpens langdriktning . Tack vare att 
absorptionsvatska leds i tv& motsatta riktningar over 
h&lskivans tva delar f&rdaa absorptionsvatska, som pum- 
pats av mammutpumpen, en kortare stracka over h&lskivan. 
Resultatet av detta ar minskat tryckfall i gasen och fdr- 
10 battrad avskiljning av svaveldioxid. 

Enligt en an mer fdredragen utf dringsform har an- 
ordningen en fdrsta och en andra haiskiva, vilka var och 
en har formen av en vasentligen rektanguiar platta, som 
delas i tva delar ay varsitt andra pumpningsorgan i form 
15 av en uppifr&n sett l&ngstrackt mammutpump , som ar anord- 
nad att fdrdela absorptionsvatskef lddet over de tv& de- 
larna, varvid en f6rsta och en andra l&ngstr&ckt utlopps- 
lada ar anordnade langs en fdrsta sidokant pa den forsta 
resp den andra h&lskivan och bildar vasentligen rat vin- 
20 kel mot respektive mammutpumps langdriktning, varvid en 

inloppsspalt fdr inkommande gas fdreligger mellan de b&da 
utloppsl&dorna. Denna utf6ringsf orm ger en speciellt kom- 
pakt och enkel konstruktion. 

Enligt en annan utf dringsform har anordningen en 
25 fdrsta beh&llare, som ar anordnad fdr uppsamling av det 
fr&n utloppsiadan utstrommande kylvatskef lodet , och en 
andra beh&llare, som ar anordnad att uppsamla Atminstone 
en del av det fr&n h&lskivan utstrommande absorptions- 
vatskef lddet . En fdrdel med denna utf dringsf orm ar att 
30 nivan fdr vat ska i de tv& behailarna kan stailas in obe- 
roende av varandra. Enligt en ytterligare fdredragen ut- 
fdringsforma av denna anordning har anordningen ett 
tredje pumpningsorgan som pumpar vatska frAn den fdrsta 
behailaren till den andra behailaren. Detta har den fdr- 
35 delen att nivan i den fdrsta behailaren kan vara lagre an 
nivan i den fdrsta behailaren. Enligt ytterligare en 
fdredragen utfdringsform av denna anordning ar det fdrsta 
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pumpningsorganet och det andra pumpningsorganet anordnade 
att mata kylvatskef 16det resp absorptionsvatskef 16det 
f ran den andra behallaren. Denna utfortnning ger ett kom- 
pakt och billigt utforande eftersom endast en vatska ska 
hanteras i anordningen. 

Enligt en foredragen utforingsform innef attar for- 
delningsorganet atminstone ett munstycke, vara karakte- 
ristiska matt, sasom en minsta haldiameter (D) eller en 
rainsta spaltvidd (V) , ar 1-8 cm. Dessa matt har visat sig 
ge en bra fdrdelning av vatskan i gasen. 

Enligt en fdredragen utforingsform har utloppsl&dan 
en botten, som ar beiagen vasentligen i niva med halski- 
vans undersida. En fordel med detta ar att utloppsladans 
botten och balskivans botten hamnar i plan med varandra. 
Detta ger ett l&gre tryckfall i gasen eftersom den yta 
under yilken gas leds inte har nagra utskjutande partier. 
En ytterligare fordel ar att, vid fall da kyl vatskan och 
absorptionsvatskan uppsamlas i en gemensam tank, den hojd 
som absorptionsvatskan mSste punqpas for att n& h&lskivan 
blir lagre jamf6rt med fall, som vid den kanda tekniken, 
da utloppsladans botten ar beiagen ett stycke nedanfor 
h&lskivans undersida. 

Ytterligare fordelar och kSnnetecken hos uppfinning- 
en framgar av nedanstaende beskrivning och de efterf61- 
jande patentkraven. 

Kortfattad beskrivning av ritningama 

Uppf inningen skall nu beskrivas ytterligare med 
hjalp av ett antal utf 6ringsexempel och under hanvisning 
till bifogade ritningar. 

Pig 1 ar en sektionsvy i horisontalplanet och visar 
schematiskt en anordning enligt uppf inningen. 

Fig 2 ar en sektionsvy i vertikalplanet och visar 

snittet II-II i Fig 1. 

Fig 3 &r en sektionsvy i vertikalplanet och visar 

snittet III-III i Fig 1. 



Fig 4 ar en sektionsvy i vertikalplanet och visar 
snittet IV- IV i Fig 1. 

Fig 5a ar en plahvy och visar omradet V i Fig 1. 

Fig 5b ar en planvy och visar en altemativ ut- 
foringsform av en botten i en utloppsl&da. 

Fig 6 ar en sektionsvy i perspektiv och visar en 
anordning enligt en andra utfdringsform av uppf inningen. 

Fig 7 ar en sektionsvy i horisontalplanet och visar 
schematiskt eh anordning enligt en tredje utforingsf orm 
av uppf inningen. 

Fig 8 ar en sektionsvy i perspektiv och visar den i 
Fig 7 visade anordningen. 

Fig 9 ar en sektionsvy i perspektiv och visar inlopp 
och utlopp f6r gas i den i Fig 7 visade anordningen. 

Fig 10 ar en sektionsvy i vertikalplanet och visar 
schematiskt en anordning enligt en fjarde utfdringsf orm 
av uppf inningen. 

Beskrivning av foredractna ut f or ings former . . 

I fig 1 visas schematiskt en anordning 1 enligt 
foreliggande uppf inning. Anordningen 1 har ett inlopp 2 
for rokgas 4 f ran e j visad panna . Sasom bast f ramgar av 
Fig. 2 leds r6kgasen 4 i ett f6rsta steg genom en kon- 
taktzon 6. I kontaktzonen 6 blandas rokgasen 4 med en 
vatska pa sadant satt att gasen kyls och vasentligen 
mattas med vatten&nga genom att en del av vatskan f6r- 
angas. R6kgasen 4 leds sedan vidare mot en horisontell, 
rektangular halskiva 8. Halskivan 8 har ett antal jamnt 
f6rdelade hal 10, genom vilka rdkgasen 4 kan pas sera. Pa 
sin ovansida 12 uppbar halskivan 8 ett str&mmande skikt 
14 av absorptionsvatska . Da rokgasen 4 passerar igenom 
det strommande skiktet 14 av absorptionsvatska avskiljs 
svaveldioxid fran rdkgasen 4. Den renade rdkgasen 16 
lamnar anordningen 1 via ett utlopp 18 f6r renad rokgas 
16. 

Kontaktzonen 6 matas med vatska fran en langstrackt 
utloppslada 20. Utloppsladan 20, som stracker sig langs 
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en f&rsta sidokant 22 pa halskivan 8 och ar oppen uppat, 
har en langstrackt sidovagg 24 som skiljer utloppsladan 
20 fran det strommande skiktet 14 av absorptionsvatska. 
Utloppsl&dan 20 avgr&nsas mot gasinloppet 2 av en lang- 
strackt dubbelvaggig ledskena 26 som ar forsedd med 
isolering 28 f6r undvikande av vatskekondensering i gas- 
inloppet 2 .. Utloppsladan 20 har en botten 30 som ar fdr- 
sedd med f ordelningsorgan i form av munstycken 32 . Mun- 
styckena 32 ar avsedda att fdrdela vatska, som indikeras 
med en pil CL i Fig. 2 och som strdmmar ned mot bottnen 
30 och ut ur utloppsladan 20, i kontaktzonen 6 och darmed 
kontakta vatskan med r&kgasen 4, som leds fram horison- 
tellt under utloppsladans 20 botten 30. Den fran utlopps- 
ladan 20 utstrdmmahde vatska som inte fdr&ngats uppsamlas 
i en behallare 34. Den i behallaren 34 befintliga vatskan 
36 har en vatskeyta 38, som utstr&cker sig s&val under 
vasentligen hela halskivan 8 som under vasentligen hela 
utloppsladan 20. Mellan utloppsladans 20 botten 30 och 
vatskeytan 38 fdreligger en passage i form av en spalt 40 
genom vilken rdkgasen 4 kan passera. Sasom framgar kommer 
rokgasen 4 att p&verka en strdm av vatska 42, som lamnar 
munstyckena 32, pa sadant satt, att derma strdm 42 ej 
blir vertikal utan avbojd i nederkant. Det ar viktigt att 
strommen 42 ar sa kraftig avseende droppstorlek och fl6- 
de, att en tat rid& av vatska astadkommes hela vagen fr4n 
utloppsladan 20 till vatskeytan 38. Den mellan vatskeytan 
38 och utloppsladan 20 f6religgande spalten 40 har vid 
munstyckena 32 en hojd H, som styrs av vatskenivan i tan- 
ken 34, dvs laget f6r vatskeytan 38. Vid ett visst fldde 
av rdkgas '4 kommer en viss hdjd H att raedfdra en viss 
hastighet hos gasen 4 i spalten 40. Det har visat sig att 
denna gashastighet ej bdr overstiga ca 35 m/s. Vid hogre 
gashastigheter 6kar tryckfallet i spalten 40. En an 
stdrre nackdel vid hogre hastigheter ar att rokgasen 4 
kommer att medrycka huvuddelen av den vatska som lamnar 
munstyckena 32. Detta 6kar tryckfallet i det utrymme 44 
som bildas mellan vatskeytan 38 och halskivan 8 och 
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fyller haien lO.med vatska varvid tryckfallet dkar aven i 
dessa. Gashastigheten i spalten 40 bdr vara hogre an 
cirka 5 m/s fdr att sakerstalla en god kontakt mellan 
rokgasen 4 och den av munstyckena 32 fdrdelade vatskan. 
Aven vid cirka 5 m/s kommer rokgasen 4 att rycka med sig 
en del av den vatska som f ordelas av munstyckena 32. 
Detta ar dock en f6rdel eftersom den medryckta vatskan 
kommer att vSta h&lskivans 8 undersida 46 och minska 
risken f6r inkrustbildningar p& undersidan 46. sasora 
framgar av Fig 2 ar utloppsladans 20 botten 30 och hal- 
skivans 8 undersida 46 beiagna i vasentligen sarnrna hori- 
sontella plan. Detta ger, tillsammans med ledskenans 26 
rundade form, ett lagt tryckfall i rdkgasen 4. 

Utloppsladan 20 utformas pa sadant satt, att ett 
6nskat fldde av vatska lamnar munstyckena 32. For att 
undvika att rdkgasen 4 passerar genom munstyckena 32 
istailet for genom haien 10 maste utloppsl&dan ha ett 
visst hydrostatiskt tryck Pi- En tryckskillnad dP r i 
rdkgasen kan matas f ran en punkt A, som ar belSgen strax 
fdre kontaktzonen 6, och en punkt B, som ar belagen strax 
ovanfor vatskeytan 48 i utloppsladan 20. Det hydrostatis- 
ka trycket Pi i utloppsladan 20 kan da berSknas som en 
h&jd hi, r&knad fr&n utloppsl&dans 20 botten 30 till 
vatskeytan 48 rakt ovanf6r bottnen 30, multiplicerad med 
densiteten for vatskan i utloppsladan 20 och tyngd- 
accelerationen g. F6r att rdkgas inte ska passera genom 
munstyckena 32 maste Pi vara stdrre an dP r . Den vatska 
som lamnar munstyckena 32 maste ha en viss hastighet f6r 
att alstra en bra kontakt mellan denna vatska och rdk- 
gasen 4 i kontaktzonen 6. Det har visat sig att en 
vatskehastighet av 0,2-3 m/s ar lamplig. Fdr att astad- 
komma denna vatskehastighet maste det hydrostatiska 
trycket Pi i utloppsladan 20 vara betydligt stdrre an 
dP r . Det har visat sig att en hdjd hi, som ar atminstone 
ca 100 mm hogre an den hdjd som kravs for att enbart 
motsvara dP r ar lamplig fdr att astadkomma ovannamnda 
vatskehastighet. Det inses aven att det vid en liten 
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hojd H erh&lles ett hogt tryckfall i spalten 40, vilket 
6kar tryckskillnaden dP r , nagot som i sin tur kraver en 
stor hojd hi i utloppsladan 20. 

Fig 3 visar ett forsta pumpningsorgan i form av en 
f6rsta mammutpump 50. Mammutpumpen 50 har ett vertikalt 
ror 52 som stracker sig vertikalt uppat fran en niva 
strax ovanf6r behallarens 34 botten 54 till utloppsladan 
20. Manunutpumpen 50 har aven ett antal vertikalt under 
r6ret 52 anordnade luf tmunstycken 56 som via en leaning 
58 med en darpa anordnad reglerventil 60 matas med tryck- 
luft. Tryckluften sanker densiteten f6r vatskan 36 och 
astadkommer ett uppatriktat vatskeflode, symboliserat med 
en pil CF, i r6ret 52. Detta uppatriktade vatskeflode 
kommer att n& utloppsladan 20 och fdrdelas i denna f&r 
att sedan utstromma.i kontaktzonen 6, sasom beskrivits 
ovan. Det vatskeflode som alstras av mammutpumpen 50 kan 
saledes benamnas kylvatskef 16de eftersom det i kontakt- 
zonen 6 kommer att utstrdmma och kyla den inkommande rok- 
gasen 4. Detta kyl vatskeflode som alstras av den fdrsta 
mammutpumpen 50 motsvarar lampligen ett L/G (dvs vatske- 
flSde i fdrhallande till gasfl6de) av ca 2-5 liter 
vatska/m3 r6k gas . Reglerventilen 60 styrs p& sadant satt 
att hojden h X i utloppsladan 20 resulterar i lampligt L/G 
och en lamplig utstromningshastighet ur munstyckena 32 . 
Ett typiskt varde pa hi ar 0,5-1 m. saledes kan ventilen 
60 utnyttjas fte. att reglera kylvatskef 16det i beroende 
av fl6det av rdkgas 4 samt r&kgasens 4 temperatur och 
vatteninnehall pa sadant satt att tillracklig kylning av 
rokgasen 4 och tillracklig vatning av halskivans 8 under- 
sida 46 astadkommes. Utloppsiadans 20 vidd w, som framgar 
av Fig. 2, b&r, atminstone i utloppsiadans 20 6-vre parti, 
vara tillracklig fdr att luftbubblor som foljt med fran 
mammutpumpen 50 ska leta sig mot vatskeytan 48 istailet 
fdr att dras med nedat av vatskan. I detta syfte ar den 
vertikala, nedatriktade vatskehastigheten i utloppsladan 
20 lampligen maximalt ca 1 m/s, foretradesvis maximalt 
ca 0,5 m/s. En sadan hastighet har visat sig lamplig for 
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att astadkomma en bra avluftning av vatskan, vilket aven 
6kar vatskans densitet. Valet av w paverkas aven av att 
den langsriktade, horisontella hastigheten i utloppsladan 
20 inte skall bli fdr h6g samt.att utloppsladans 20 inre 
ska kunna nas f 6r inspektion och underbill . 

Sasom framgar av Fig 3 har anordningen 1 aven ett 
andra pumpningsorgan i form av en langstrackt andra 
mammutpump 62. Mammutpumpen 62 har ett vertikalt rdr 64 
som stracker sig vertikalt uppat fran en niva strax 
ovanfdr behailarens 34 botten 54 till halskivans 8 ovan- 
sida 12. Mammutpumpen 62 har aven ett antal vertikalt 
under roret 64 anordnade luf tmunstycken 66 som via en 
ledning 68 med en darpa anordnad reglerventil .70 matas 
med tryckluft. Tryckluften sanker densiteten f6r vatskan 
15 36 och astadkommer ett uppatriktat vatskeflode, symboli- 
serat med en pil AF, i roret 64 . Detta uppatriktade 
vatskeflode kommer att na halskivans 8 ovansida 12 och 
bilda det horisontellt over halskivan 8 str6mmande 
skiktet 14. Det vatskeflode som alstras av mammutpumpen. 
20 62 kan saledes benamnas absorptionsvatskef 16de eftersom 
det ovanpa halskivan 8 kommer att avskilja och abeorbera 
svaveldioxid fran den inkommande rokgasen 4. Det absorp- 
tionsvatskef ldde som alstras av den andra mammutpumpen 62 
motsvarar lampligen ett L/G (dvs vatskeflSde i f6rhallan- 
25 de till gasflode) av ca 10-50 liter absorptionsvatska/m 3 
r6kgas och vanligen ca 15-30 liter absorptionsvatska/m 3 
rSkgas. Reglerventilen 70 styrs pa sadant satt att skik- 
tet 14 far en tillracklig tjocklek f6r att kunna avskilja 
onskad mangd svaveldioxid ur rokgasen. En typisk tjocklek 
30 pa skiktet 14 ar 0,2-0,3 m, dvs betydligt mindre an den 
typiska vatskehojden hi i utloppsladan 20. Ventilen 70 
utnyttjas for att reglera absorptionsvatskef 16det i bero- 
ende av fl6det av rdkgas 4 och rSkgasens. 4 innehail av 
svaveldioxid pa sadant satt att ett stabilt skikt 14 er- 
35 hailes och att tillracklig avskiljning av svaveldioxid 
astadkommes. saiedes kan den f6rsta mammutpumpen 50 och 
den andra mammutpumpen 62 styras oberoende av varandra 
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for att alstra ett kylvatskef 16de, som ar avpassat f&r 
kylning av den aktuella rokgasen 4, respektive ett ab- 
sorptionsvatskeflode, som ar oberoende av kylvatskef l&det 
och ar avpassat for avskiljning av svaveldioxid vid den 

5 aktuella rokgasen 4. 

Vatskan 36 ar en absorptionsvatska som vasentligen 
utgors av en blandning av kalksten, som tillf6rs behal- 
laren 34 fran ett ej visat forrad av en kalkstenssuspen- 
sion, och vatten samt vid avskiljningen av svaveldioxid 
0 fran rokgasen 4 bildad gips och kalciumsulf it . Absorp- 
tions vatskan 36 kan darvid beredas pa exempelvis det satt 
som beskrivs i WO 96/00122. Sasom framgar av Fig. 3 matas 
bade kylvatskeflSdet och absorptionsvatskef lodet fran be- 
hallaren 34 . Saledes utg6rs bade kylvatskef lodet och ab- 
.5 sorptionsvatskef lodet av absorptionsvatska 36. Halten 
fastamne i absorptions vatskan kan vara sa hog som 20-30 
vikt% och i vissa fall hdgre an 30 vikt% tack vare att 
mammutpumpama 50, 62 inte har r&rliga delar, som kan 
drabbas av 6kat slitage vid h&ga f astamneshalter . 
20 Pig. 4 visar hur den langstrackta mammutpumpen 62 ar 

anordnad langs med en andra sidokant 72 pa den rektangu- 
lara halskivan 8, vilken andra sidokant 72 bildar rat 
vinkel mot den fdrsta sidokanten 22 och darmed aven mot 
utloppsladans 20 langdriktning . Saledes ar den fdrsta 
25 mammutpumpen 50 och den andra mammutpumpen 62 anordnade 
efter varandra utmed en med den andra sidokanten 72 pa- 
rallell linje, vilket aven framgar av Fig. 1. 

Av Fig 4 framgar vidare hur skiktet 14 av absorp- 
tionsvatska leds horisontellt over halskivan 8 fran den 
30 andra mammutpumpen 62 i en riktning, symboliserat med en 
pil AL, som.ar parallell med den langstrackta utlopps- 
ladans 20 langdriktning. Darvid astadkommes ett tvar- 
strdmsforhallande mellan flddet av r6kgas 4 och det over 
halskivan 8 strSmmande skiktet 14 av absorptionsvatska. 
35 Pa en den andra sidokanten 72 motstaende tredje sidokant 
74 ar fast en styrskena 76. Styrskenan 76 stracker sig 
fran halskivan 8 och ned under vatskeytan 38 fdr att 
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hindra r&kgasen 4 fran att passera vid sidan om halskivan 
8. Absorptionsvatska som strommat 6ver halskivan 8 kommer 
vid den tredje sidokanten 74 att strdmma nedat langs 
styrskenan 76 och uppsamlas i behallaren 34. Vid den 
andra sidokanten 72 kommer saledes att bildas en inlopps- 
zon 78 f&r absorptionsvatska som matas till halskivan 8 
och vid den tredje sidokanten 74 kommer att bildas en 
utloppszon 80 f6r absorptionsvatska som lamnar halskivan 
8. Saledes kommer absorptionsvatskan 36 att ledas 6ver 
halskivans.8 ovansida 12 for att darefter via utlopps- 
zonen 80 aterledas till behallaren 34 och behandlas med 
luf t for oxidation av sulf it innan absorptionsvatskan 36 
ater leds som ett absorptionsvatskef lode till halskivans 
8 ovansida 12 eller som ett kylvatskef 16de till utlopps- 
ladan 20- Darmed tindvikes att svaveldioxid forangas fran 
absorptionsvatskan, vilket skulle ha kunnat bli fallet om 
absorptionsvatska med ett hogt innehall av sulfit utnytt- 
jats for kylning i kontaktzonen 6. Den laga halten sulfit 
i kylvatskefl6det medfdr nu istallet att vatskeflddet 42 
astadkommer en viss absorption av svaveldioxid i kontakt- 
zonen 6 . 

En viss mangd absorptionsvatska kommer aven att 
rinna nedat genom halen 10 och uppsamlas i behallaren 34 . 
Behallaren 34, som utstracker sig saval under hela hal- 
skivan 8 som under vasentligen hela utloppsladan 20, ar 
saledes en f6r det kylvatskef 16de som utstrdramat ur ut- 
loppsladan 20 och for det absorptionsvatskef 16de som 
strdmmat over halskivan 8 geraensam uppsamlingsbehallare, 
som uppsamlar saval den fran utloppsladan 20 utstrommande 
vatskan som den absorptionsvatska som rinner fran skiktet 
14 nedat genom halen 10 och den absorptionsvatska som 

natt utloppszonen 80. 

Vid absorption av svaveldioxid i en absorptions- 
vatska som innehaller kalksten bildas kalciumsulf it . 
Denna b6r 5verf6ras till kalciumsulf at , dvs gips, f6r att 
astadkomma en ateranvandbar restprodukt och fdr att mins- 
ka risken for inkrustbildningar i anordningen och da i 
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aynnerhet pa hAlskivan 8. Det tryckluf tsf 16de som utnytt- 
jas i de tva itiammutpumparna 50, 62 motsvarar en luft- 
inblandning av ca 20-25% i den vat ska som matas uppat i 
respektive tnammutputnp 50, 62. I de fiesta fall ar denna 
luftmangd fullt tillracklig f6r att oxidera bildad 
kalciumsulfit till gips. I vissa fall, t ex vid fall da 
rokgasen 4 i sig har mycket lag syrgashalt, kan det vara 
lampligt att utnyttja en separat oxidatiohsanordning 82,. 
som med hjalp av munstycken 84 tillfdr extra oxidations- 
luft till absorptionsvatskan 36 i behallaren 34. 

I fig 5a visas det i Fig 1 indikerade omradet V av 
utloppsladans 20 botten 30. Bottnen 30 ar fdrsedd med en 
i r6kgasens 4 horisontella f lodesriktning sett f6rsta rad 
86 av munstycken. 32 och en i namnda f lddesriktning sett 
5 andra rad 88 av munstycken 32. Munstyckena 32 har formen 
av cirkulara hal. De cirkulara halen kan ha en cylindrisk 
form eller kan i nagon ande vara avrundade, avfasade 
eller ha en annan for munstycken lamplig form. Den minsta 
diametern D, dvs det smalaste tvarsnittet i munstyckena 
0 32 b&r vara ca 1-8 cm, foretradesvis ca 1-5 cm. Vid en 
diameter som ar mindre an ca 1 cm erhalls vid kylvatske- 
f 16dets kohtakt med rokgasen 4 droppar som ar si sma, att 
de i stor utstrackning rycks med av rSkgasen 4 och or- 
sakar okat tryckfall och f6rsamrad kylning av r6kgasen. 
!5 Vid munstycken 32 med en storre diameter an ca 8 cm er- 
halls en dalig kontakt mellan kylvatskef lddet och rok- 
gasen 4, varvid mattningen av r6kgasen med vattenanga 
blir otillracklig. Sasom framgar av Fig 5a ar munstyckena 
32 i raden 86 fdrskjutna i forhallande till munstyckena 
30 32 i raden 88. Syftet Sr att undvika att strak av rokgas 
4 passerar kontakt zonen 6 utan att tillforas vattenanga. 

Fig. 5b visar en alternativ utf&ringsform av den i 
Fig 5a visade bottnen 30. Den i Fig 5b visade botten 130 
har en i r6kgasens 4 horisontella f lddesriktning sett 
35 fdrsta spalt 132 och en i namnda f lddesriktning sett 
andra spalt 133. De tva spalterna 132, 133 overlappar 
varandra f&r att inga strak av rokgas 4 skall passera 
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kontaktzonen 6 utan att komma i kontakt med kylvatske- 
flodet. Den minsta spaltvidden V, dvs det smalaste tvar- 
snittet i spalten 132, 133, b&r vara ca 1-5 cm av samma 
skal som oyan anges f 6r de cirkulara munstyckena 32 . 

Fig 6 visar en andra utf6ringsform av uppfinningen i 
form av en anordning 100. Anordningen 100 skiljer sig 
fran anordningen 1 i det att den har en rektangular hal- 
skiva 108, som ar av vasentligen samma typ som den ovan 
beskrivna halskivan 8 men som ar uppdelad i en fdrsta del 
109 och en andra del 111; Langs med bada delarna 109, 
111, och narmare bestamt langs en fdrsta sidokant 122 pa 
halskivan 108, stracker sig en langstrackt utloppslada 
120. Utloppsladan 120 matas med ett kylvatskef 16de av en 
centralt pa utloppsladan 120 placerad forsta mammutpump 
15 150. En centralt placerad, langstrackt andra mammutpump 
162, som ar placerad i linje med den forsta mammutpumpen 
150 och ar vinkelrat mot utloppsladans 120 langdriktning , 
mynnar mellan haiskivans 108 bada delar 109, 111 och 
matar var och en av de tva delarna med ett absorptions - 
20 vatskeflode. Rokgas kommer att ledas in horisontellt 
under utloppsladan 120 pa dmse sidor om den forsta 
mammutpumpen 150 och kommer att i ett f&rsta steg kylas 
av ett fran utloppsladan 120 utstrommande kylvatskef lode . 
Rokgasen kommer sedan att passera uppat genom haiskivans 
25 108 delar 109, 111 och det darpa str&mmande skiktet av 
absorptionsvatska (ej visat i Fig 6) . 

En behailare 134, som ar en gemensam uppsamlings- 
behailare och som utstracker sig savai under hela hal- 
skivan 108 som under hela utloppsladan 120, uppsamlar det 
30 kylvatskefl6de som utstr6mmat ur utloppsladan 120 och det 
absorptionsvatskefldde som strommat over halskivan 108. 
Varje del 109, ill ar f6rsedd med en styrskena 176, 177 
som fdrhindrar att rdkgas passerar vid sidan om respek- 

tive del 109, ill. 
35 pig 7-9 visar en tredje. utf&ringsform av uppfinning- 

en i form av en anordning 200. sasom framgar av Fig 7 har 
anordningen 200 en forsta haiskiya 208A, som ar uppdelad 
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i en forsta del 209A och en andra del 211A, och en andra 
halskiva 208B som ar uppdelad i en f&rsta del 209B och en 
andra del 211B. Langs med en forsta sidokant 222A pa den 
forsta halskivan 208A ar anordnad en forsta langstrackt 

5 utloppslada 220A, vilket aven framgar av Fig. 8. Langs 
med en f 6rsta sidokant 222B pa den andra halskivan 208B 
ar anordnad en andra langstrackt utloppslada 220B. Mellan 
de bada utloppsladorna 220A, 220B, som ar vanda mot var- 
andra, bildas en spalt 221 i vilken ett gasinlopp 202 

.0 mynnar. 

Utloppsladan 220A matas med ett kylvatskef 16de av en 
centralt pa utloppsladan 22 OA placerad forsta mammutpump 
2 5 OA. En centralt placerad, langstrackt andra mammutpump 
262A, som ar placerad i linje med den f6rsta mammutpumpen 
L5 250A och ar vinkelrat mot utloppsladans 220A langdrikt- 
ning, mynnar mellan halskivans 208A bada delar 209A, 211A 
och matar var och en av de tva delarna 2 09A, 211A med ett 
absorptionsvatskeflode, illustrerat med pilar i Fig. 7. 
Pa motsvarande vis matas den andra utloppsladan 2 2 OB av 
20 en langstrackt forsta mammutpump 2 5 OB och den andra hal- 
skivan 208B av en langstrackt andra mammutpump 262B. 

R&kgasen 204, som via inloppet 202, som bast framgar 
av Fig. 9, matas till spalten 221, kommer att f6rdelas 
mellan den forsta och den andra utloppsladan 220A, 22 0B 
25 och kylas av respektive kylvatskef ldde vid passage hori- 
sontellt under resp utloppslada 220A, 220B. Rdkgasen 204 
kommer sedan att passera igenom de ovanpa delarna 209A, 
211A respektive 209B,. 211B anordnade skikten (ej visade i 
Fig. 7-9) av absorptionsvatska, varvid svaveldioxid av- 
30 skiljes. Tryckfallet i gasen over de ovanpa delarna 209A, 
211A, 209B, -211B befintliga skikten av absorptionsvatska 
ar betydligt st6rre an tryckfallet 6ver utloppsladorna 
220A, 220B. En styrning som tillser att de respektive 
andra mammutpumparna 262A, 262B pumpar lika stort flode 
35 till den f6rsta halskivan 20 8A som till den andra hal- 
skivan 208B, dvs att skikten blir lika tjocka pa bada 
halskivorha 208A, 208B, kommer aven att sakerstalla att 
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rokgasen 204 kommer att delas jamnt mellan de bada ut- 
loppsladorna 22 OA, 22 OB. Den renade rokgasen 216 lamnar 
.sedan anordningen 200 via pa 6mse sidor om inloppet 202 
anordnade utlopp 218 f6r gas. De kylvatskef loden som ut- 
strommat .ur respektive utloppslada 220A, 220B samt de 
absorptionsvatskef 16den som utstr6mmat f ran respektive 
del 209A, 211A, 209B, 211B uppsamlas i en gemensam be- 
hallare 234 varifran vatskan ater matas av respektive 
mammutpurap 250A, 262A, 250B, 262B. 
I Fig. 10 visar en fjarde utforingsform av uppf inning- 

en i form av en anordning 300. R6kgas 304 f&rs in i an- 
ordningen 300 via ett inlopp 302. I ett ffcrsta steg kyls 
rokgaserna och mattas med vattenanga vid passage horison- 
tellt Under en utloppslada 320, som ar av vasentligen 
5 samma typ som den som utloppslada 20 som visas i Fig. 1 
och 3. Rdkgasen leds sedan upp&t genom en halskiva 308 
och passerar genom ett ovanpa denna anordnat strommande 
skikt 314 av absorptionsvatska, varvid svaveldioxid av- 
skiljes. Renad r6kgas 316 lamnar anordningen via ett ut- 
0 lopp 318. Vatska som utstrSmmar ur utloppsladan 320 upp- 
samlas i en fdrsta behallare 334. Behallaren 334 ar f6r- 
sedd med en aterledningspump 351, som med f&rdel kan vara 
en mammutpump och som via en ledning 353 matar vatska 
fran den fdrsta behallaren 334 till skiktet 314. Behalla- 
15 ren 334 innehaller vatska 336 vara vatskeyta 338 befinner 
sig under utloppsladan 320. Mellan vatskeytan 338 och ut- 
loppsladahs 320 botten bildas saledes en spalt 340 genom 
vilken rokgasen 304 maste passera. Nivan fdr vatskeytan 
338 och darmed spaltens vidd 340 kan styras med hjalp av 
30 aterledningspumpen 351 pa sadant satt att en fdr kylning- 
en av rokgasen 304 med den fran utloppsladan 320 utstrom- 
mande vatskan lamplig gashastighet astadkommes. Utlopps- 
ladan 320 tillf6res ett kylvatskef lode i form av absorp- 
tionsvatska 336 fran en andra behallare 335. En forsta 
35 pump 350, som kan vara en mammutpump, matar via en led- 
ning 352 absorptionsvatskan 336, motsvarande ett L/G av 
ca 2-5 1/m 3 rdkgas, fran den andra behallaren 335 till 
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utloppsladan 320. En andra pump i form av en mammutpump 
362, som inrief attar tryckluftsraunstycken 366, tryck- 
luftsledning 368 och reglerventil 370, matar ett absorp- 
tionsvatskef 16de i form av absorptionsvatska 336 fran den 
5 andra behallaren 335 till det strommande skiktet 314 och 
over halskivan 308. Det av mammutpumpen 362 pumpade ab- 
sorptionsvatskeflddet motsvarar ca 15-30 l/«3 rSkgas. Vid 
en den andra pumpen 362 motstaende ande av halskivan 308 
har anordnats en returledning 380 som aterf&r absorp- 
10 tionsvatskan till den andra behallaren 335. Saledes 

kommer aterledningspumpen 351 att pumpa vatska fran den 
f6rsta behallaren 334 till den andra behallaren 335 via 
skiktet 314 och returledningen 380. Den absorptionsvatska 
som eventuellt. rinner igenom halskivans 308 hal, ej visa- 
15 de i Fig. 10, uppsamlas pa en lutande botten 381 och leds 
till den fdrsta behallaren 334. Nivan i den andra behal- 
laren 335 kan, oberoende av nivan i den f&rsta behallaren 
334, stallas in pa en niva, vanligen hdgre an nivan i den 
fdrsta behallaren 334, som medfor att minitnalt pumparbete 
20 kravs for att alstra skiktet 314 samt kylvatskef lodet 
till utloppsladan 320. 

Det inses att en mangd modif ieringar av de ovan be- 
skrivna utf6ringsf ormema av uppfinningen ar mSjliga inom 
uppfinningens ram, sasom den definieras av de efterfol- 
25 jande patentkraven. 

De i Pig. 1-4, Fig 6 samt Fig 7-9 beskrivna ut- 
foringsformema med rektangulara halskivor lampar sig val 
for framtagning av modulsystem. Saledes kan exempelvis 
2-4 enheter av anordningen 1 byggas parallellt for att 
30 tillsammans behandla ett r6kgasflode. 

De ovan beskrivna utfdringsf ormema har samtliga 
rektangulara halskivor. Det inses att det aven ar mdjligt 
att framstalla cirkulara, halvcirkelf ormiga eller sektor- 
formiga halskivor och anordna en eller flera utloppslador 
35 kring en sidokant eller del av sidokant pa en sadan 
halskiva. 
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Vid de ovan beskrivna utforingsf ormerna leds r&k- 
gasen horisontellt under utloppsladan. Det ar aven moj- 
ligt, men mindre foredraget, att anordna munstycken i 
utloppsladans mot inloppet 2 vanda vagg och darmed lata 
5 kylvatskeflodet kyla den vasentligen vertikalt strommande 
rokgasen. 

~ Halskivan 8 kan utforraas pa ett flertal olika satt 
och av ett flertal olika material. Ett speciellt fore- 
draget satt ar att utforma en halskiva pa det satt som 
10 beskrivs i WO 96/00122. Vid halskivor, som ar framstallda 
av polymermaterial, ar en lag temperatur pa den ingaende 
gasen, vilken kan astadkommas med f dreliggande uppf in- 
ning, en forutsattning f6r att halskivan inte skall for- 
storas. 

15 Mammutpumparna kan ersattas med en annan typ av 

. pump, exempelvis centrifugalpumpar eller propellerpumpar . 
Mammutpumpar ar dock speciellt foredragna tack vare den 
samtidiga oxidationsef fekten och att de kan arbeta vid 
hoga fastamneshalter i vatskan utan att drabbas av over- 

20 drivet si it age. 

De ovan beskrivna utf&ringsf ormerna anvands vid 
rening av rdkgaser fran en koleldad panna. Det inses att 
uppfinningen aven ar anvandbar i andra processer, dar 
svaveldioxid skall avskiljas fran en gas. Exempel pa 
25 sadana processer ar eldning av olja, torv, biobransle och 
avfall, sasom industri- och hushallsavfall; metallurgiska 
processer, sasom stal- och kopparframstallningsprocesser; 
cementframstallningsprocesser och raf f ineringsprocesser, 
sasom oljeraffinering och naturgasraf finer ing. Anordning- 
30 en kan aven anvandas f6r absorption av andra amnen till- 
sammans med svaveldioxid. Exempel pa sadana amnen ar 
vatehalogenider, sasom vateklorid, vatef luorid, vate- 
bromid och vatejodid; brom; tungmetaller, sasom kvick-r 
silver; med flera f&reningar. 
35 Absorptionen av svaveldioxid kan utforas med ett 

flertal . olika absorptionsvatskor . Exempel pa amnen som i 
blandning med vatten ar lampliga for avskiljning av 
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svaveldioxid ar kalksten, kalk, dolomit, natriumhydroxid 
m fl. Anordningen ar darmed inte begransad till nagon 
speciell sammansattning av absorptionsvatskan. 
Exempel 

Detta exempel hanfdr sig till ett f6rs6k i pilot - 
skala med en anordning av den typ som beskrivits ovan 
under hanvisning till Fig 1-4 samt 5a. 

Halskivan 8, som var av polypropen, hade en tjocklek 
av 30 mm och en fri halarea av cirka 3,6 %, varvid halen 
10 hade en diameter av 22 mm. Halen 26 var avfasade vid 
halskivans 8 undersida 46. Kalksten, som hade en sadan 
kornstorlek att ca 96% passerade en maskvidd av 44 urn, 
tillf6rdes tanken 34 i form av en 25 vikt% vattensuspen- 
sion. Ytterligare vatten tillfSrdes tanken 34. Absorp- 
tionsvatskan 36 i tanken inneholl under drift ca 13 vikt% 
fastamne och hade ett pH av ca 5,4. 

Rokgas 4 fran ett oljeeldat kraftverk renades, var- 
vid den ingaende, pa vattenanga omattade gasen hade en 
temperatur av ca 190»C och en svaveldioxidkoncentration 
) av ca 2000 ppm. Rokgasen 4 leddes via inloppet 2 till 
spalten 40. Vatskeytan 38 i. tanken 34 justerades till en 
sadan niva, att gashastigheten i spalten 40 blev ca 15 
m/s. Tryckskillnaden mellan punkten A och punkten B upp- 
skattades till 4600 Pa. En forsta mammutpxamp 50 matade 
5 ett kylvatskeflode motsvarande 3 l/m3 aktuell rokgas till 
utloppsladan 20. En andra matranutpump 62 matade ett ab- 
sorptionsvatskeflode motsvarande 20 l/m* aktuell rokgas 
till inloppszonen 78 f6r att bilda skiktet 14. Hojden hi 
i utloppsladan 20 var 700 mm, vilket motsvarade ett 
0 hydrostatiskt tryck P X av ca 7700 Pa. De cirkulara halen 
32 i utloppsladans 20 botten 30 hade en diameter av ca 2 
cm. Antalet cirkulara hal 32 var sadant, att hastigheten 
f6r den vatska som lamnade halen 32 vid det aktuella 
hydrostatiska trycket blev ca 1,5 m/s. Savitt man kunde 
j 5 bed6ma vid en visuell kontroll ryckte gasen 4 med sig ca 
10% av den absorptionsvatska som lamnade de cirkulara 
halen 32 i utloppsladans 20 botten 30 medan resten av 
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absorptionsvatskan nadde vatskeytan 38. Under fdrsdkets 
gang kunde inga igensattningar i halskivans 8 hal 10 och 
inga inkrustbildningar pa halskivans 8 undersida 46 
observeras. En tydlig spolningsef fekt , som astadkoms av 
den av gasen 4 medryckta absorptionsvatskan, kunde ocksa 
observeras pa undersidan 46. En matning visade att gasen 
4 strax under halskivan 8 hdll en tenperatur av ca 57°C 
och var vasentligen mattad med vattenanga. Saledes var 
det relativt sett begransade kylvatskef lddet tillrackligt 
for att kunna uppna onskad kylning. Den gas 16 som lamna- 
de anordningen 1 hade en teraperatur av ca 55°C och inne- 
h611 cirka. 22 ppm svaveldioxid. F6rs6k med andringar av 
f lddet av r6kgas genomf6rdes ocksa och demons trerade att 
bade kylzonen 6 och skiktet 14 arbetade stabilt da r6k- 
gasflodet varierades. 
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PATENT KRAV 



1. satt att avskilja svaveldioxid fran en gas (4) 
med hjalp av en vattenhaltig absorptionsvatska (36), vid 
vilket satt gasen forst leds genom en kontaktzon (6) , i 
vilken gasen (4) blandas med fran en utloppslada (20) ut- 
strommande vatska (42) , och sedan leds uppat genom en 
bredvid utloppsladan (20) anordnad, vasentligen horison- 
tell halskiva (8) med ett ovanpa denna anordnat, strom- 
mande skikt (14) av absorptionsvatskan, k a n n e - 
t e c k n a t av att ett kylvatskef 16de (CF) matas till 
utloppsladan (20) for att ledas genom denna och utstrSmma 
i kontaktzonen (6) och. att ett av kylvatskef lddet (CF) 
vasentligen oberoende absorptionsvatskef 16de (AF) matas 
till haiskivan (8) fdr att bilda namnda strSmmande skikt 
(14), som avskiljer svaveldioxid fran gasen (4). 

2. Satt enligt krav 1, vid vilket utloppsladan (20) 
ar langstrackt och stracker sig utmed en sidokant (22) pa 
haiskivan (8) , varvid absorptionsvatskef lodet (AF) leds 
over haiskivan (8) i en riktning (AL) som ar vasentligen 
parallel med utloppsiadans (20) langdriktning . 

3. satt enligt nagot av krav 1 och 2, vid vilket det 
fran utloppsladan (20) utstrommande kylvatskef lodet (42) 
uppsamlas i en behailare (34) , som innehailer vatska 
(36) , vars vatskeyta (38) ar beiagen pa en niva under 
kontaktzonen (6) , varvid en passage (40) , genom vilken 
gasen (4) leds horisontellt under utloppsladan (20) , 
foreligger mellan vatskeytan (38) och utloppsladan (20) 
och varvid en parameter, som ar representativ fdr vatske- 
ytans (38) niva, och darmed passagens hojd (H) , styrs pa 
sadant satt, att gasens (4) genomsnittliga hastighet i 
passagen (40) ligger i omradet 5-35 m/s. 

4. satt enligt nagot av fdregaende krav, vid vilket 
det fran utloppsladan (20) utstr6mmande kylvatskef lddet 
(CL) och det fran haiskivan (8) utstrommande absorptions 
vatskeflfcdet (AL) uppsamlas i en gemensam behailare (34) 
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5. Satt enligt krav 4, vid vilket kylvatskeflodet 
(CF) och absorptionsvatskeflodet (AF) tnatas fran den 
gemensarama behallaren (34). 

6. Satt enligt nagot av foregaende krav, vid vilket 
fdrhallandet mellan det hydrostatiska vatsketrycket i 
utloppsladan (20) och tryckskillnaden mellan en fdrsta 
punkt (A) strax f6re kontaktzonen (6) och en andra punkt 
(B) ovanfor vatskeytan (48) i utloppsladan (20) styrs med 
hjalp av kylvatskeflodet (CF) pa sadant satt, att namnda 
hydrostatiska vatsketryck ar. storre an namnda tryck- 
skillnad. 

7. Satt enligt nagot av fdregaende krav, vid vilket 
rdkgasen (4) leds vasentligen horisontellt under utlopps- 
ladan (20) . 

8. Anordning fdr avskiljning av svaveldioxid fran en 
gas (4) med hjalp av en vattenhaltig absorptions vat ska, 
vilken anordning innef attar 

a) ett inlopp (2) for svaveldioxidinnehallande gas 
(4) och ett utlopp (18) fdr gas (16) , fran vilken svavel- 

0 dioxid avskiljts, 

b) en vasentligen horisontell halskiva (8) mellan 
inloppet (2) och utloppet (18) , vilken ar anordnad att 
medge passage underif ran av svaveldioxidinnehallande gas 
(4) och att pa sin ovansida (12) uppbara ett strdramande 

5 skikt (14) av absorptionsvatskan, 

c) atminstone en utloppslada (20) , som ar anordnad 
att genomstrotnmas av vatska (36) och som Sr anordnad 
bredvid halskivan (8), 

d) ett fdrdelningsorgan (32) som ar anordnat i 

0 utloppsladan (20) f6r att i den fran inloppet (2) komman- 
de gasen (4) for del a. vatska innan gasenleds uppat och 

genom halskivan (8) , 

k a n n e t e c k n a d av att anordningen aven 

iunef attar 

$5 e) ett fdrsta pumpningsorgan (50) for matning av ett 

kylvatskeflode (.CF) till utloppsladan (20) , 
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f) ett andra pumpriingsorgan (62) for matning av ett 
absorptionsvatskef ldde (AF) , sbm §r vasentligen oberoende 
av kylvatskef lddet (CF) , till halskivan (8) f 6r bildande 
av det strotnmande skiktet (14) . 

9. Anordning enligt krav 8, vid vilken en behallare 
(34) ar anordnad for uppsamling av det fran utloppsladan 
(20) utstrdmmande kylvatskef lodet (CD , varvid behallaren 
(34) inneh&ller vatska (36) , vars vatskeyta (38) ar bela- 
gen under utloppsladan (20) och darmed bildar en passage 
(40) fdr gas (4) mellan vatskeytan (38) och utloppsladan 
(20). 

10. Anordning enligt krav 9, vid vilken en gemensam 
behallare (34) ar anordnad att uppsamla det fran utlopps- 
ladan (20) utstrdmmande kylvatskef lodet (CL) och det fran 
halskivan (8) utstrdmmande absorptionsvatskef lodet (AL) . 

11. Anordning enligt krav 10, vid vilken vatskeytan 
(38) i behallaren (34) utstracker sig saval under vasent- 
ligen hela halskivan (8) som under vasentligen hela ut- 
loppsladan (20) . 

12. Anordning enligt nagot av krav 8-11, vid vilken 
halskivan (8) har formen av en rektangular platta (8) med 
en f6rsta sidokant (22) , som ar parallell med utlopps- 
ladan (20), och en andra sidokant (72), som ar vinkelrat 
mot den fdrsta sidokanten (22) , yarvid saval det f&rsta 
pumpningsorganet (50) som det andra pumpningsorganet (62) 
utgors av mammutpumpar (50, 62), vilka ar anordnade efter 
varandra utmed en med den andra sidokanten (72) parallell 
linje. 

13. Anordning enligt nagot av krav 8-11, vid vilken 
halskivan (108) har formen av en rektangular platta 
(108) , som delas i tva delar (109, 111) av det andra 
pumpningsorganet (162), vilket har formen av en uppifran 
sett langstr&ckt mammutpump (162), som ar anordnad att 
fdrdela absorptionsvatskef lodet over de tva delarna (109, 
ill) , varvid utloppsladan (120) ar langstrackt och anord- 
nad langs en fdrsta sidokant (122) pa halskivan (108) och 
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bildar vasentligen rat vinkel mot mammutpumpens (162) 

langdriktning . 

14. Anordning enligt krav 13, vilken har en fdrsta 
och en andra halskiva (208A, 208B) , vilka var och en har 
formen av en vasentligen rektangular platta (208A, 208B) , 
som delas i tvA delar (209A, 211A resp 209B, 211B) av 
varsitt. andra pumpningsorgan (262A reap 262B) i form av 
en uppifran sett langstrackt mammutpump (262A resp 262B) , 
som ar anordnad att f6rdela absorptionsvatskef lodet over 
de tva delama (209A, 211A resp 209B, 211B) , varvid en 
forsta och en andra langstrackt utloppslada (220A, 220B) 
ar anordnade langs en forsta sidokant (222A resp 222B) pa 
den forsta resp den andra halskivan (208A resp 208B) och 
bildar vasentligen rat vinkel mot respektive mammutpumps 
15 (262A resp 262B) langdriktning, varvid en inloppsspalt 

(221) fdr inkommande gas (204) foreligger mellan de bada 
utloppsladoma (220A, 220B) . 

15. Anordning enligt nagot av krav 8-9, vilken har 
en forsta behallare (334), som ar anordnad f6r uppsamling 

2 0 av det fran utlbppsladan (320) utstrommande kylvatske- 

flddet, och en andra behallare (335), som ar anordnad att 
uppsamla atminstohe en del av det fran halskivan (308) 
utstrommande absorptionsvatskef 16det . 

16. Anordning enligt krav 15, vilken har ett tredje 
25 pumpningsorgan (351) , som ar anordnat att via en ledning 

(353) mata vatska fran den forsta behallaren (334) till 
den andra behallaren (335) . 

17. Anordning enligt krav 15 eller 16, vid vilken 
det forsta pumpningsorganet (350) och det andra pump- 
ningsorganet (362) ar anordnade att mata kylvatskef 16det 
resp absorptionsvatskef Iddet fran den andra behallaren 
(335) . 

18. Anordning enligt nagot av krav 8-17, vid vilken 
fordelningsorganet (32; 132, 133) innef attar atminstone 
ett munstycke (32; 132, 133), vars karakteristiska matt, 
sasom en minsta haldiameter (D) eller en minsta spaltvidd 
(V) , &r 1-8 cm. . 
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19. Anordning eriligt nagot av krav 8-18, vid vilken 
utloppsladan (20) har en botten (30),. sotn ar belagen 
vasentligen i niva med halskivans (8) undersida (46) . 
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SAMMANDRAG 



En anordning (1) f6r avskiljning av svaveldioxid 
fran en gas (4) med.hjalp av en absorptionsvatska har ett 
inlopp (2) for svaveldioxidinnehallande gas (4), ett ut- 
lopp (18) for gas (16) fran vilkeri svaveldioxid avskiljts 
och en yasentligen horisontell halskiva (8) , som ar an- 
ordnad att medge passage underifran av svaveldioxid- 
innehallande gas (4) och att pa sin ovansida (12) uppbara 
ett strommande skikt (14) av absorptionsvatskan. En ut- 
loppslada (20) bredvid halskivan (8) ar anordnad att 
genomstrommas av vat ska, som fdrdelas i den fran inloppet 
(2) kommande gasen (4) . Ett forsta pumpningsorgan ar an- 
ordnat att mata ett kylvatskef lode till utloppsladan (20) 
och ett andra pumpningsorgan ar anordnat att mata ett 
absorptionsvatskefldde, som ar vasentligen oberoende av 
kylvatskef lodet, till halskivan (8) f6r bildande av det 
strommande skiktet (14) . 

Vid ett satt att avskilja svaveldioxid kan den ovan 
beskrivna anordningen (l) utnyttjas. 



Pxobliceringsbild: Fig 2 
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